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１．概要（Summary） 

表面プラズモンポラリトン(SPP)を情報伝達の媒体に用

いるプラズモニックデバイスの実装化にあたり、実用が先

行する光デバイスの使用波長域 (光通信波長帯 : 

=1.55m)との整合が求められ、また SPPの動的特性を

理解する必要がある。マイクロパターン金薄膜試料に通

信帯波長である 1.55m のフェムト秒レーザーを照射し、

金薄膜表面を伝搬する SPP を二光子蛍光顕微観察する

ため、SPP を導波させる Auのマイクロスケール構造が必

要となる。 

そこで、マイクロスケール構造作製にあたり、Au薄膜上

へのフォトリソグラフィ、スパッタ成膜、そして、リフトオフ法

によりAuパッチ構造が作製可能であるかを、筑波大学微

細加工プラットフォームに技術相談をした。相談の結果、

プロセスの懸念事項は、スパッタによるリフトオフプロセス

の可否、および、Au 薄膜上へのパターニング可否（下層

の Au薄膜と上層の Au薄膜の密着性が十分であるか）と

いうことなので、予備的検討として微細加工プラットフォー

ムのスタッフにテスト実験をして頂いた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

パターン投影リソグラフィシステム、スパッタリング

装置 

 

【実験方法】 

 サイズ15mm×15mmのSi基板上に、スパッタリング装

置でAu 100nmを成膜した。そのAu表面にレジストを塗

布し、パターン投影リソグラフィシステムにより、パッ

チパターン（1m×500m ～ 500m×500m）を作

製した。そのパターン上に、スパッタリング装置で Au 

100nmを成膜し、剥離液でリフトオフを実施した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した試料表面の画像を Fig.1 に示す。リフトオフの

際、きれいにレジストが剥離されず、Si基板からAuも剥が

れてしまった。原因は、パッチとなる Au とレジスト上の Au

が結合してしまい、レジストが剥離し難くなったためと考え

られる。 

予備的検討の結果を踏まえ、Au成膜方法は、パターニ

ングしたレジスト側壁に Au が付着し易いスパッタ成膜で

はなく、電子線蒸着による成膜方法を提案して頂いた。さ

らに、2 層レジストによるパターニング方法も紹介して頂い

たので今後のプロセス設計の参考にしたいと考えている。 

 

 

Figure 1 Optical micrographs of the fabricated Au 

patch structures. 
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